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本論文は、高エネルギー粒子入射型プラズマ発生装置 (H X) のイオン源に関連した研究であって、
特にイオン源の放電域下部に円筒状の制御電極をとりつけることを提案し、この電極の特性、パラメ
ータ依存性、また H-!; Ht. H !，イオンの成分比を決定する機構を明らかにしている。
この著者の開発したイオン源によって、サブマイクロ秒のイオンパルスが容易に得られ、 HX装置
における粒子損失機構を解明する手段として有効で、あることを示した D
これらの研究の結果は、 1 プラズマ工学上貢献するところが大きく、本論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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